Detail eines Linsenarrays mit 100% Full-

faktor gemastert Gber Reflow und RIE.
Tandem-Array zur Homogenisierung mit
3 Zonen (NA = 0.1, 0.2 und 0.3) und vergrabe-
nem Blendenarray.
Si-CMOS-Wafer mit selektiv auf die

Empfédngerflachen abgeformten Linsenarrays.
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Ziel

Reproduzierbare Herstellung von Mikrolin-
sen mit, durch optische Designrechnungen,
optimierten Parametern.

Technologie

= Mastering durch Lithografie und Reflow

= Abformen durch UV-Reaktionsguss oder

= Ubertragung in Silizium, Glas oder Quarz
durch Trockenatzen

= AR-Beschichtung, Vereinzelung

= Integration von Blenden-/Filterstrukturen

= Beidseitige Strukturierung (Tandemarrays)

Geometrie der Linsenarrays

= Sphérische, zylindrische oder elliptische
Linsen; Hohe bis 100 pm

= L ayout und Brennweite variierend Uber
das Array oder den Wafer (“Chirp”)

= Linsendurchmesser: 5 ym — 3000 pm

= Auflésung/Linsenabstande: 1 pm

= Hoher Fillfaktor, laterale Prazision

= Brennweitenhomogenitat +1% uber
Wafer

= Aspharen moglich durch speziellen
reaktiven lonenatzprozess (RIE)

= 100% Fullfaktor von Arrays durch RIE
gestltztes Mastering mdglich

Vervielfaltigung durch Abformung

= Dinner Polymerfilm auf Glas, Si, etc.

= Hohe laterale und axiale Prazision

= Hohe chemische/thermische Stabilitat

= Auf prozessierten Wafern (CMOS, VCSEL)

Anwendungen

= Laser/Faser-Kollimation

= Strahlformungsoptik, Homogenisierung

= FUllfaktorerhdhung Empfangerarrays

= Displaytechnik/Gesichtsfeldanpassung

= Miniaturisierte Abbildungsoptik, Sensoren



